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@ Verfahren und Vorrichtung zum Entwickeln eines auf einem Aufzeichnungstréger erzeugten elektrostatischen latenten

Bildes.

@ Die Erfindung betrifft eine Entwicklungsvorrichtung mit
zwei umlaufenden Aufladeeinrichtungen 1 und 2, die als
Biirsten ausgebildet sind und deren Kerne 22, 23 mit einer
ersten Spannungsquelle 8 verbunden sind. Der ersten Aufla-
deeinrichtung 1 wird Einkomponenten-Entwickler 13 aus
einer Entwicklerzufuhrvorrichtung 20 mittels einer Dosier-
walze 21 zugefihrt. Die Aufladeeinrichtungen sind von einer
Wanne 5 umgeben, die an die Spannungsqueile 9 ange-
schlossen ist. Zwischen den Aufladeeinrichtungen ist ein
Gitter 18 mit einem integrierten Abstreifer 4 angeordnet,
ber den die Borstenspitzen hinwegschnappen, wodurch die
auf den Borsten befindlichen Entwicklerteilchen triboelek-
trisch aufgeladen auf eine Entwickelwalze 3 gespriiht wer-
den. Ein Abstreifer 7 arbeitet in #hnlicher Weise mit der
zweiten Aufladeeinrichtung 2 zusammen. Der Abstreifer 7

und die Wanne 5 sind mit der Spannungsquelle 8 verbunden. |

Die Entwickelwalze 3 ist an eine zweite Spannungsquelle 10
angeschlossen und von ihrer Umfangsflache werden Entwic-
kierteilchen von dem latenten Ladungsbild 14 auf dem
Aufzeichnungstriger 11 angezogen, um ein entwickeltes
Ladungsbild 12 zu erhalten. Die Wanne 5 ist mit Tragern 15,
16, 17 verbunden. An einem Querprofil 6 ist ein elastischer
Abstreifer 19 befestigt, der den Entwickler 13 von der
Entwickelwalze 3 abstreift. Ein Oberteil 8 deckt die Entwic-
klungsvorrichtung ab.
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Verfahren und Vorrichtung zum Entwickeln eines auf

einem Aufzeichnungstrdger erzeugten elektrostatischen
latenten Bildes

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrich-
tung zum Entwickeln eines auf einem Aufzeichnungstriger
erzeugten elektrostatischen latenten Bildes mit einem

elektrisch aufgeladenen Einkomponenten-Entwickler, der
von einer Entwickelwalze auf die Oberfliche des Auf-
zeichnungstrégers befoérdert wird.

Ein derartiges Verfahren und eine derartige Vorrichtung
sind aus der DE-0S 29 19 804 bekannt, die ein Verfahren
beschreibt, bei dem eine Entwicklerauftragseinrichtung
mit einer leitenden, elastisch nachgiebigen, endlosen
Fldche mit einem bestimmten Druck an dem Aufzeichnungs-
trdger in Anlage gebracht wird und ein Einkomponenten-
Entwickler das latente Ladungsbild auf dem Aufzeich-
nungstrédger entwickelt. Die Entwicklerauftragseinrich-
tuhgrund der Aufzeichnungstrédger werden in dieselbe
Richtung bewegt und die Umfangsgeschwindigkeit der Ent-
wicklerauftragseinrichtung ist etwas grdBer als dieje—
nige des Aufzeichnungstrdgers. Die filir das Verfahren
verwendete Vorrichtung weist eine Schneidenelektrode
auf, die mit einem bestimmten Druck an der Oberfliche
der Entwicklerauftragseinrichtung anliegt und den Ein-
komponenten-Entwickler durch Ladungsinjektion mit einer
vorbestimmten Polaritdt auflé&dt.

Das Verhdltnis der Umfangsgeschwindigkeit der Entwick-
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lerauftragseinrichtung zu der des Aufzeichnungstrigers
liegt im Bereich von 1,1:1 bis 1,5:1.

Die bisher gebriuchlichsten Entwickelverfahren verwen-
den Zweikomponenten-Entwickler, die aus Toner und Tri-
gerteilchen bestehen. In jiingerer Zeit kommen auch sehr
hdufig Einkomponenten-Entwickler zum Einsatz, wobei es
sich im allgemeinen um magnetische Einkomponenten-Toner
handelt. Bei der Verwendung von Zweikomponenten-Ent-
wickler ist es erforderlich, den Verbrauch des Toners,
der durch die Kopien ausgetragen wird, stets zu messen
und dessen Nachdosierung so vorzunehmen, daf ein weit-
gehend konstantes Verhdltnis zwischen dem Toner und den
Trdgerteilchen sichergestellt ist. Da die Tr&gerteil-
chen bei einem Zweikomponenten-Entwickler nicht ver-
braucht werden, unterliegen sie wegen ihrer langen Ver-
weilzeit im Entwickelsystem des Kopiergerdts einer
Alterung, beispielsweise durch Korrosion, wodurch es
wiederum zu einem Absetzen des Toners von den Trager-
teilchen kommt und der Toner sich auf dem Untergrund
der Kopie im unerwiinschten AusmaB niederschligt. Von
Nachteil ist bei den Zweikomponenten-Entwicklern auch,
daB stets eine groBe Menge an Entwickler im Entwick-
lungssystem vorhanden ist, wodurch bedingt durch die
langen Verweilzeiten des Toners im Entwickler die Qua-
litdt des 'ersteren durch Vermahlungsprozesse verringert

und der Alterungsprozess des gesamten Entwicklers be-
schleunigt wird.

Magnetische Einkomponenten-Entwickler weisen die vor-
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erwdhnten Nachteile nicht auf, jedoch sind fiir ihren
Transport magnetische Bauteile, wie beispielsweise Mag-
netblirsten erforderlich, die teuer in der Herstellung
sind. Eine gewisse Schwierigkeit ergibt sich auch bei
magnetischen Einkomponenten-Entwicklern dadurch, daB
sie infolge ihrer magnetischen Bestandteile eine
grbBere elektrische Leitfdhigkeit besitzen und dadurch

die triboelektrische Aufladung des Magnettoners er-
schwert wird.

Aus der DE-0S 31 07 055 ist eine Entwicklungsvorrich-
tung fiir einen Einkomponenten-Entwickler bekannt, bei
der eine diinne gleichfdérmige Schicht des isolierenden,
nicht magnetischen Einkomponenten-Entwicklers auf einem
Entwicklertragér gebildet wird und einem Latentbild-
Tréger gegeniibergesetzt wird, um ein auf diesem erzeug-
tes Latentbild zu entwickeln. Zum Aufbringen des Ent-
wicklers auf den Entwicklertridger in einer bestimmten
Schichtdicke ist eine Auftragsvorrichtung vorgesehen,
die beispielsweise ein Gitter und ein Andruckelement
zum Andriicken des Gitters an den Entwicklertriger auf-
welst.

Aus der DE-OS 23 45 827 ist eine Entwicklungsvorrich-
tung fiir einen Zweikomponenten-Entwickler mit einer
Magnetbilirste bekannt, an deren Umfang eine Walzenbilirste
anliegt. Die Walzenbilirste verstreut den Entwickler von
der Oberfldche der Magnetbiirste und es sind Drihte zum
Entfernen des Entwicklers von den Borsten der Walzen=—

biirste vorgesehen. Die dadurch entstehende Entwickler-—
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wolke bewegt sich auf eine Fotoleitertrommel zu, die
das zu entwickelnde latente Bild tr&gt. In geringem Ab-
stand von der Oberfldche der Fotoleitertrommel ist ein
Drahtnetz angeordnet, das als Gegenelektrode zu der
Fotoleiteroberfldche gestaltet ist und verhindern soll,
daf Tonerpartikel mit ungeniigender Ladung auf den Auf-
zeichnungstrdger gelangen. Zuriickgehaltene Teilchen
fiihren aber 2zur Verstopfung solcher Netze.

Bei der Verwendung von Auftragsvorrichtungen fiir den
Einkomponenten—~Entwickler, die aus die Schichtdicke be-
grenzenden Schneidenelektroden oder aus einem an einer
Entwickelwalze anliegenden  Andruckelement mit Gitter
bestehen, kann es zu einem unter Druck stattfindenden
Zusammenballen und Zusammenpressen des Entwicklers kom—
men und dadurch die Ausbildung einer gleichméfig dicken

und gleichmdBig aufgeladenen Tonerschicht verhindert
werden.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren und eine
Vorrichtung zu schaffen, die unter Vermeidung des Zu-
sammenbackens der Partikel eines Einkomponenten-Ent-
wicklers eine gleichmdBige Ausbildung der Schichtdicke
des Einkomponenten-Entwicklers auf der Entwickelwalze
ohne schichtbegrenzende Einrichtungen wie eine Rakel,
ein Gitter oder dergleichen Elemente ermdglichen und
den Einkomponenten-Entwickler gleichmdfig und ausrei-

chend auf seinem Weg zu der Entwickelwalze aufladen.

Die Aufgabe wird erfindungsgem&f durch ein Verfahren
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nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 dadurch geldst,
daB der Einkomponenten—-Entwickler von umlaufenden Auf-
ladeeinrichtungen aufgeladen, in Richtung Entwickel-
walze transportiert und beim Trennen von den Auflade-

einrichtungen zusdtzlich aufgeladen wird.

In bevorzugter Weise erfolgt die zus&dtzliche Aufladung
des Einkomponenten-Entwicklers durch triboelektrisches
Laden bei seinem Abtrennen von den Oberfléchen der Auf-
ladeeinrichtungen. Hierzu ist vorgesehen, daB die
rotierenden Auflaﬁeeinrichtungen mit feststehenden Ab-
streifeinrichtungen in Berilihrung gelangen, die den Ein-
komponenten-Entwickler von den Aufladeeinrichtungen
rasch abtrennen und auf die Umfangsfl&dche der Ent-
wickelwalze schleudern.

Die Schichtdicke auf der Entwickelwalze kann durcﬂ die
Variation der Drehgeschwindigkeiten der Aufladeein-

richtungen und der Entwickelwalze geregelt werden, wo-
bei bevorzugt die Drehgeschwindigkeit der mit gleicher
Geschwindigkeit umlaufenden Aufladeeinrichtungen gréSer

als die Drehgeschwindigkeit der Entwickelwalze ist.

Die Vorrichtung nach der Erfindung zum Entwickeln eines
auf einem Aufzeichnungstrdger erzeugten elektrostati-
schen Latentbildes mit einem elektrisch aufgeladenen
Einkomponenten-Entwickler, mit einer im geringen Ab-
stand zu dem Aufzeichnungstrdger angeordneten Ent-
wickelwalze und einer Entwicklerzufuhreinrichtung fiir
den Einkomponenten-Entwickler zeichnet sich dadurch
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aus, daB von der Entwicklerzufuhreinrichtung Einkompo-
nenten-Entwickler der Oberfldche einer der Aufladeein-
richtungen zufiihrbar ist, daB die Oberfldchen der bei-
den Aufladeeinrichtungen voneinander einen Abstand
kleiner als jeder der Abstd&nde der Aufladeeinrichtungen
von der Entwickelwalze aufweisen und daB jeder Auflade-
einrichtung eine Abstreifeinrichtung zugeordnet ist,
die mit der Oberfliche der Aufladeeinrichtung in strei-
fendem Kontakt steht.

In Ausgestaltung der Erfindung sind die Aufladeeinrich-
tungen als Blirsten aus elektrisch leitendem Material
ausgebildet und ist der zylindrische Kern Jjeder Auf-
ladeeinrichtung mit dem gleichen Pol einer Spannungs-

guelle verbunden, deren anderer Pol auf Masse liegt.

Eine Ausfithrung mit elektrisch isolierenden, jedoch
elektrostatisch aufladbaren Biirsten ist auch méglich.
Elektrisch leitende Biirsten werden wegen der steuerba-
ren Aufladung bevorzugt verwendet, auch um zu verhih—
dern, daB die Ladung eine bestimmte GrdBe ilibersteigt,
d.h. davonlduft oder zu hoch wird. Mit variierbaren |

Potentialen wird die Aufladung kontrolliert gesteuert.

Die weitere Ausbildung der Vorrichtung ergibt sich aus

den Merkmalen der Anspriiche 8 bis 12.

Mit der Erfindung werden die Vorteile erzielt, daB die
Aufladung des Einkomponenten-Entwicklers mit einfach

aufgebauten Aufladeeinrichtungen in Form von Bilirsten
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erfolgt, deren Potential und damit auch die Aufladuné
des Einkomponenten-Entwicklers leicht steuerbar sind,
daBf die Entwicklerschicht auf der Entwickelwalze durch
die Drehgeschwindigkeit der Biirsten und der Entwickel-
walze ohne schichtbegrenzende Rakel regelbar ist und

daB8 zur Ergdnzung des durch jede Bildentwicklung aus der
Entwicklungsvorrichtung ausgetragenen Entwicklers nur

geringe Mengen desselben zugefilhrt werden miissen, die
triboelektrisch schnell, gut und gleichmd@fig auf die

gewlinschte Spannung aufgeladen werden kdnnen, um die
Gesamtladung des "in der Entwicklungsvorrichtung befind-

lichen Entwicklers auf einem vorbestimmten Wert zu hal-
ten.

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnungen

von Ausflihrungsbeispielen n&her erldutert.
Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer Entwicklungs-
vorrichtung nach der Erfindung,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht von Teilen der

Entwicklungsvorrichtung nach Fig. 1,

Fig. 3 eine schematische Ansicht einer Ausfiihrungsform

dhnlich derjenigen nach Fig. 1, und

Fig. 4 eine weitere Ausfiihrungsform der Entwicklungs-—
vorrichtung mit einer einzigen
Aufladeeinrichtung.
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Das in Fig. 1 schematisch dargestellte Ausfiihrungsbei-
spiel der Entwicklungsvorrichtung nach der Erfindung
umfaft zwei Aufladeeinrichtungen 1 und 2, die als
Blirsten mit einem zylindrischen Kern 22 bzw. 23 ausge-
bildet sind. Das Material der Blirsten ist elektrisch
leitfdhig und bevorzugt werden Stahldrahtbiirsten, bei-
spielsweise aus abriebfesten Materialien, wie CrNi-
Stdhlen, verwendet. Die Oberfldchen bzw. die Umfangs-
fldchen der beiden Aufladeeinrichtungen 1 und 2 besit-
zen voneinander einen Abstand, der kleiner ist als der
jeweilige Abstand der einzelnen Aufladeeinrichtung von
einer Entwickelwalze 3, die oberhalb und in etwa glei-
chen Abstdnden der Walzenoberfldche zu den Abstreif-
einrichtungen angeordnet ist. Die beiden Aufladeein-
richtungen 1 und 2 sind von einer Wanne 5 éingeschlos#
sen, die in ihrer Formgebung den Zylinderumfangsflichen
der Aufladeeinrichtungen 1 und 2 angepaBt ist und be-
vorzugt aus dem gleichen Material besteht wie die Auf-
lédeeinrichtungen. Der Abstand zwischen der Innenseite
der Wanne 5 und den Umfangsfli&chen der Aufladeeinrich-
tungen 1 und 2 bzw. im Falle von Blirsten als Auflade-
einrichtungen der Abstand zwischen der Innenseite der
Wanne 5 und den Spitzen der Borsten dieser Biirsten
liegt in der Gr&dB8enordnung von 0,2 bis 1 mm. Der Ab-
stand wird so gewdhlt, daB eine Beriihrung von Wanne und
Biirsten vermieden Qird, um Abrieb auszuschlieBen. Durch
das die Aufladeeinrichtungen 1 und 2 eng begrenzende
Volumen der Wanne 5 geniligen geringe Entwicklermengen,

um eine zufriedenstellende Aufladung des Toners durch-

30 zufithren. Der Einkomponenten-Entwickler 13 wird durch
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eine Dosierwalze 21 nahe dem Austritt einer Entwickler-
zufuhrvorrichtung 20, in der ein Vorrat von Entwickler
13 eingefiillt ist, nachdosiert und gelangt auf die
Oberfl&iche der ersten Aufladeeinrichtung 1, die bei-
spielsweise im Gegenuhrzeigersinn uml&uft, ebenso wie
die zweite Aufladeeinrichtung 2. Die Nachdosiermenge an
Entwickler 13, die erforderlich ist, um den durch die
Bildentwicklung verbrauchten Entwickler zu erginzen,
betrdgt bei einer mittleren Schwdrzungsdichte der Kopie
etwa 50 bis 100 mg, das sind ungef&hr ein Hundertstel
der im Umlauf befindlichen Entwicklermenge. Diese Ent~-
wicklermenge ist sowohl potentialm#Big als auch tribo-
elektrisch, wie nachstehend noch niher beschrieben wer-
den wird, schnell und gut aufladbar, so daf ein Absin-
ken der Ladung des Einkomponenten-Entwicklers 13 durch
den neu zugefilihrten, ungeladenen Einkomponenten-Ent-—
wickler nicht auftritt. Die elektrische Gesamtladung
des in der Entwicklungsvorrichtung befindlichen Einkom-
ponenten~Entwicklers wird daher wdhrend des Betriebes

weitgehend-konstant gehalten.

Die zylindrischen Kerne 22 und 23 der beiden Auflade-
einrichtungen 1 und 2 sind mit dem gleichen Pol einer
Spannungsquelle 9 verbunden, deren anderer Pol auf
Masse liegt. Wird beispielsweise ein positiv aufgelade-
ner Einkomponenten-Entwickler 13 verwendet, so betridgt
die Spannung, die mit der gleichen Polaritit wie dieje-
nige des Entwicklers an die beiden Aufladeeinrichtungen
1 und 2 angelegt wird, etwa +500 bis +800 Volt, insbe-

sondere +600 Volt. Zwischen den Aufladeeinrichtungen 1
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und 2 ist ein Gitter 18 zur weiteren Toneraufladung an-
geordnet, das mit der Wanne 5 verbunden ist. Ein Ab-
streifer 4 ist integral mit dem Gitter 18 verbunden und
steht mit den Borsten der Aufladeeinrichtung 1 in Kon-
takt. Das Material des Gitters 18 ist bevorzugt Metall,
jedoch kann es auch aus Kunststoff hergestellt sein.
Durch das Gitter 18 hindurch wird Einkomponenten-
Entwickler 13 von der Aufladeeinrichtung 1 zu der Auf-
ladeeinrichtung 2 bef&rdert. Beim Durchgang durch das
Gitter erfdhrt der Einkomponenten-Entwickler 13 eine
weitere triboelektrische Aufladung, deren GréBen-
ordnung von dem jeweils verwendeten Gittermaterial ab-
hidngig ist. Diejenigen Entwicklerteilchen, die nicht
durch das Gitter 18 hindurch befdrdert werden, bleiben
zwischen den Borsten der Stahldrahtblirsten der Auflade-
einrichtungen 1 und 2 eingelagert und gelangen im Falle
der ersten Aufladeeinrichtung in den Bereich des Ab-
streifers 4, der soweit in die Umfangsbahn bzw. Bewe-
gungsbahn der Aufladeeinrichtung 1 hineinragt, daB die
Spifzen der einzelnen Borsten von ihm zuriickgehalten
werden und beim Weiterdrehen der Aufladeeinrichtung 1
durch eine Schnappbewegung iiber den Abstreifer 4 hinweg
freikommen. Durch diese Schnappbewegung werden die
zwischen den Borsten eingelagerten Entwicklerteilchen
nach oben geschleudert, wobei die einzelnen Entwickler-
te&lchen beispielsweise positiv aufgeladen sind. Diese
Aufladung setzt sich zusammen aus der Aufladung, welche
die Aufladeeinrichtung 1 als Folge der an sie angeleg-
ten Spannung von beispielsweise +600 Volt den Entwick-

lerteilchen erteilt und einer triboelektrischen Aufla-
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dung, die durch das schnelle Trennen der Entwickler-

teilchen von den Borsten beim Abstreifvorgang durch den
Abstreifer 4 auftritt. '

In die Bewegungsbahn bzw. Umfangsbahn der zweiten Auf-
ladeeinrichtung 2 ragt gleichfalls ein Abstreifer 7

hinein, der die einzelnen Borsten der Stahldrahtbiirste
solange zurilickhdlt, bis die in ihnen durch die Verfor-

- mung gespeicherte Energie fiir die Schnappbewegung iiber

den Abstreifer 7 hinweg ausreicht. Bei dieser Schnapp-
bewegung werden wieder die zwischen den einzelnen
Borsten eingelagerten Entwicklerteilchen in Richtung
Entwickelwalze 3 geschleudert und sind sowohl durch die
an die zweite Aufladeeinrichtung 2 angelegte Spannung
von beispielsweise auch +600 Volt als auch durch die
triboelektrische Aufladung beim schnellen Trennen der

Entwicklerteilchen von den einzelnen Borsten aufgeladen.

Wie schon zuvor erwdhnt wurde, sind die beiden Auflade-

"einrichtungen 1 und 2 auf das gleiche Spannungspoten-—

tial gelegt, jedoch ist es selbstverstdndlich, daB die
beiden Aufladeeinrichtungen auf unterschiedlich hohe
Spannungen delegt werden kdnnen, wenn sie voneinander

elektrisch isoliert in die Einrichtung montiert sind.

Die Wanne 5 setzt sich Vorzugsweise aus zwei halbzylin-

drischen Teilen zusammen, die an einem Tr&ger 15 be-
festigt sind. Der Tré&ger 15 besteht aus elektrisch
leitendem oder isolierendem Material. Im ersteren Fall

ist der Trdger 15 mit dem gleichen Pol der Spannungs-
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quelle 9 verbunden wie die zylindrischen Kerne 22 und
23 der beiden Aufladeeinrichtungen 1 und 2. Besteht der
Trdger 15 aus isolierendem Material, dann wird die
Wanne 5 direkt mit dem entsprechenden Pol der Span-
nungsquelle 9 verbunden. Der Abstreifer 7 ist gleich-
falls mit dem Pol der Spannungsquelle 9 verbunden, mit
dem auch die zylindrischen Kerne 22,23 in Verbindung
stehen. Die beiden R&nder der Wanne 5 sind an Seiten-
trdger 16,17 befestigt, die aus isolierendem Material
bestehen. An diesen Seitentrdgern 16 und 17 ist des
weiteren ein Oberteil 8 der Ehtwicklungsvorrichtung
befestigt, das diese nach obenhin abschlieBt. Die
Seitenfldchen dieses Oberteils verlaufen schrdg nach
oben zu der Entwickelwalze 3. Eine weitere Spannungs-—
quelle 10 ist mit der Entwickelwalze 3 verbunden und
die angelegte Spannung liegt beispielsweise im Bereich
von —200 bis -300 Volt und besitzt somit eine entgegen-
gesetzte Polaritdt zu derjenigen der Aufladeeinrich-
tungen 1 und 2. Auf der Umfangsfldche der Entwickel-
walze 3 bildet sich eine gleichmi#Big dicke Entwickler-
schicht aus, die im Bereich von 30 bis 150 /um wdhlbar
ist. Die Entwicklung erfolgt beispielsweise Uber Kopf
und der Aufzeichnungstrdger 11, ein endlos umlaufendes
Fotoleiterband mit einem latenten Ladungsbild 14, wird
in einem Abstand,der geringfiigig gr&8er als die gewdhl-
te Schichtdicke ist, an der Entwickelwalze 3 vorbeige-
fihrt. Der Aufzeichnungstriger 11 ist beispielsweise
negativ auf eine Spannung zwischen -500 bis -1000 Volt,
insbesondere auf —GOO Volt, aufgeladen. Das latente '
Ladungsbild 14 ist in Fig; 1 schematisch durch kleine
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Kreise, die ein Minﬁszeichen einschliefBen, angedeutet.
Der positiv geladene Entwickler 13 kann durch die nega-
tiv geladene Entwickelwalze gegeniiber dem latenten La-
dungsbild 14 nicht zurlickgehalten werden, da der Abso-
lutbetrag der negativen Spannung der Entwickelwalze 3
kleiner ist als der Absolutbetrag des negativ aufgela-
den Fotoleiters. Das latente Ladungsbild 14 wird durch

den Entwickler 13 zu einem Pulverbild 12 entwickelt.

Die Drehzahlen der Aufladeeinrichtungen 1 und 2 liegen
im Bereich von 100 bis 200 Umdrehungen pro Minute, wdh-
rend die Drehzahl der Entwickelwalze 50 bis 80 Umdre-
hungen pro Minute betrdgt. Somit liegt das Verhéltﬁis
der Drehzahlen der Aufladeeinrichtungen und der Ent-
wickelwalze im Bereich von 1,2:1 bis 4:1. Mit diesen
Drehzahlen und den zuvor angefiilhrten Spannungswerten an
den Aufladeeinrichtungen 1,2, den Abstreifern 4 und 7
und der Wanne 5 sowie dem Aufzeichnungstriger 11 und
dem Abstand zwischen ‘der Entwickelwalze 3 und dem Auf-
zeichnungstrdger 11 wird die erwidhnte Entwickler-
schichtdicke von 30 bis 150 ‘um erhalten. Da die Span-
nung der Entwickelwalze 3 die gleiche Polaritdt wie die
Spannung des Aufzeichnungstrdgers 11 besitzt, der Hbhe
nach jedoch niedriger als die Spannung der aufgeladenen
Bildstellen, d.h. des latenten Ladungsbildes 14 auf dem
Aufzeichnungstrdger 11 ist und anderetrseits hsher ist,
als die Spannung der Nichtbildstellen, das sind die
entladenen Stellen des Aufzeichnungstrigers 11, ist
sichergestellt, dag der Untergrund der Kopien weitge-

hend frei von Entwickler ist. Die Untergrundfreiheit
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der Kopien 1iBt sich weitgehend durch die GréBe der an

die Entwickelwalze 3 angelegten Spannung steuern.

Es ist selbstverstd@ndlich, daB auch Spannungen mit um-—
gekehrten Vorzeichen an die einzelnen Elemente der Ent-—
wicklungsvorrichtung angelegt werden kdnnen, falls der
verwendete Einkomponenten-Entwickler negativ und der
Aufzeichnungstrédger 11 positiv aufgeladen werden sol-
len. Dadurch ist dann auch Jjederzeit eine Umkehrent-
wicklung m&glich.

An einem schwenkbaren Querprofil.6, angeordnet zwischen
der Entwickelwalze 3 und der ersten Aufladeeinrich-
tung 1, ist ein elastischer Abstreifer 19 befestigt,
der gegen die Umfangsfldche der Entwickelwalze 3 an-
liegt und den iberschiissigen Entwickler 13, der nicht
von dem latenten Ladungsbild 14 angezogen wird, von
der Umfangsfldche der Entwickelwalze 3 abstreift. Der
abgestreifte Entwickler rieselt auf die Borsten der

ersten Aufladeeinrichtung 1 herab und wird von diesen
wieder mitgenommen.

Die im Umlauf befindliche Einkomponenten-Entwickler-
menge ist klein und dementsprechend ist auch die Ver-
weilzeit des Einkomponenten-Entwicklers in der Entwick-
lungsvorrichtung sehr kurz. Die Nachdosierung des
verbrauchten Einkomponenten-Entwicklers erfolgt in Ab-
hédngigkeit von einer nicht n&her beschriebenen opti-

schen Messung der Schwdrzung an der Entwickelwalze 3.
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Untersuchungen haben gezeigt, daB von der ersten Aufla-—
deeinrichtung 1 etwa drei Viertel der gesamten Ein-
komponenten-Entwicklermenge auf die Entwickelwalze 3
aufgebracht wérden, wihrend die restliche Entwickler-

menge durch die zweite Aufladeeinrichtung 2 auf die
Entwickelwalze 3 gelangt.

Durch die Wahl der mechanischen Gr&B8en, wie Durchmesser
und Ldnge der Borsten der Aufladeeinrichtungen 1 und 2,
des Werkstoffes der Aufladeeinrichtungen und der Ab-
streifer 4 und 7 sowie der Drehzahlen der Aufladeein-
richtungen und der Entwickelwalze 3 wird die Trennge-—
schwindigkeit des Einkomponenten-Entwicklers 13 von den
Borsten und damit die GroéBenordnung der triboelektri-
schen Aufladung bestimmt.

In Fig. 2 sind verschiedene Teile der Entwicklungsvor-
richtung perspektivisch dargestellt, wobei sich gegen-
iber der Ausfiihrungsform nach Fig. 1 nur der Unter-
schied ergibt, daB der Abstreifer 7 mit der Wanne 5
integriert ist, so daB ein eigener AnschluB des Ab-
streifers 7 an die Spannungsquelle 9 nicht erforderlich
ist, da der Abstreifer die gleiche Spannung wie die

Wanne 5, die an die Spannungsquelle 9 angeschlossen
ist, aufweist.

In Fig. 3 ist schematisch eine Ausfiihrungsform der Ent-
wicklungseinrichtung dargestellt, die flr einen Auf-
zeichnungstriger geeignet ist, der lber die Umfangs-
flidche einer Trommel 24, einer sogenannten Fotoleiter-

trommel, aufgespannt ist. Die Entwickelwalze 3 liegt in
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der Dreiuhr-Stellung der Trommel 24 gegeniiber, ebenso
ist eine Neunuhr-Stellung mdglich, wdhrend die beiden
Aufladeeinrichtungen 1 und 2, die von Biirsten gebildet
werden, schrdg unterhalb der Entwickelwalze 3 angeord-
net sind. Gleiche Teile sind in den Ausfiihrungsformen
nach Fig. 1 und 3 mit {bereinstimmenden Bezugszeichen
belegt. Bei den Ausfiihrungsbeispielen nach den Fig. 1

bis 3 wird der Entwickler im wesentlichen in radialer

"Richtung auf die Oberfldche der Entwickelwalze 3 aufge-

spriiht.

In Fig. 4 ist eine Ausfiihrungsform der Entwicklungsvor-
richtung gezeigt, die mit einer einzigen Aufladeein-
richtung 26 in Gestalt einer Blirste arbeitet und bei
welcher der Antrag des Entwicklers auf die Entwickel-
walze 3 tangential erfolgt. Der Metallkern dieser Auf-
ladeeinrichtung 26 ist mit dem einen Pol der Spannungs-—
quelle 9 verbunden, ebenso wie ein mit den Borsten der
Aufladeeinrichtung 26 zusammenarbeitender Abstreifer
27. Die Funktionsweise ist analog zu»derjeqigen, die
anhand von Fig. 1 beschrieben wurde. Die auf den
Borsten und zwischen den Borsten gelagerten Entwickler-
teilchen werden bei dem Kontakt mit dem Abstreifer 27
auf die Umfangsfldche der Entwickelwalze 3 geschleu-
dert, die mit dem einen Pol einer weiteren Spannungs-
quelle 10 verbunden ist und eine Spannung mit entgegen-
gesetztem Vorzeichen zu der Spannung der Aufladeein-
richtung 26 aufweist., Auf der Umfangsfldche der Ent-
wickelwalze 3 bildet sich eine gleichmd@Big dicke Ent-
wicklerschicht aus, aus der Entwickler auf den Auf-

zeichnungstrdger auf der Trommel 24 entsprechend dem
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auf dem Aufzeichnungstrdger befindlichen latenten
Ladungsbild idbertritt. Der verbleibende Entwickler

auf der Entwickelwalze 3 wird durch den Abstreifer 19
entfernt und gelangt auf eine Auffangwalze 25, von
deren Umfangsfldche der Entwickler durch die Borsten
der Aufladeeinrichtung abgebiirstet und erneut der Ent-
wickelwalze zugefiihrt wird, wobei die Tonerladung durch
die angelegte Spannung wiederum auf den vorigen Stand
gebracht wird.
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WLK-DI.Z.-is

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Entwickeln eines auf einem Auf-
zeichnungstrédger erzeugten elektrostatischen latenten
Bildes mit einem elektrisch aufgeladenen Einkomponen-
ten—Entwicklér, der von einer Entwickelwalze auf die
Oberfldche des Aufzeichnungstrégers befdrdert wird, da-
durch gekennzeichnet, daB der Einkomponenten-Entwickler
von umlaufenden Aufladeeinrichtungen aufgeladen, in
Richtung Entwickelwalze transportiert und beim Trennen
von den Aufladeeinrichtungen zusdtzlich aufgeladen
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB die zusdtzliche Aufladung des Einkomponenten-
Entwicklers durch triboelektrisches Laden bei seinem
Abtrennen von den Oberflichen der Aufladeeinrichtungen
erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daB die rotierenden Aufladeeinrichtungen mit fest-
stehenden Abstreifeinrichtungen in Beriihrung gelangen,
die den Einkomponenten~Entwickler von den Aufladeein-
richtungen rasch abtrennen und auf die Umfangsfliche
der Entwickelwalze schleudern.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, daB die Drehgeschwindigkeit der mit gleicher Ge-
schwindigkeit umlaufenden Aufladeeinrichtungen gr&Ber

als die Drehgeschwindigkeit der Entwickelwalze ist.
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5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, daB das Verhdltnis der Drehzahlen der Aufladeein-
richtungen und der Entwickelwalze im Bereich von 1,2:1
bis 4:1 liegt. .
6. Vorrichtung zum Entwickeln eines auf einem Auf-

zeichnungstrédger erzeugten elektrostatischen Latentbil-

des mit einem elektrisch aufgeladenen Einkomponenten-
Entwickler, mit einer im geringen Abstand zu dem Auf-
zeichnungstridger angeordneten Entwickelwalze und einer
Entwicklerzufuhreinrichtung £fiir den Einkomponenten-Ent-
wickler, dadurch gekennzeichnet, daf von der Entwick-
lerzufuhreinrichtung (20) Einkomponenten-Entwickler
(13) der Oberfliche einer der Aufladeeinrichtungen
(1,2) zufiihrbar ist, daB die Oberflichen der beiden
Aufladeeinrichtungen (1,2) voneinander einen Abstand
kleiner als jeder der Abstdnde der Aufladeeinrichtungen
von der Entwickelwalze (3) aufweisén und daB jeder Auf-
ladeeinrichtung (1,2) eine Abstreifeinrichtung (4,7)
zugeordnet ist, die mit der Oberfl&dche der Aufladeein-

richtung (1 bzw. 2) in streifendem Kontakt steht.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daB die Aufladeeinrichtungen (1,2) als Biirsten aus
elektrisch leitendem Material ausgebildet sind und daB
der zylindrische Kern (22;23) jeder Aufladeeinrichtung
(1;2) mit dem gleichen Pol einer Spannungsquelle (9)
verbunden ist, deren anderer Pol auf Masse liegt. |

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
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net, daB zwischen den Aufladeeinrichtungen (1,2) ein
Gitter (18) angeordnet ist, durch welches Einkomponen-
ten-Entwickler (13) hindurch von der einen Aufladeein-

richtung (1) zur anderen (2) befdrdert wird.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- -
net, daB das Gitter (18) aus elektrisch leitendem Mate-
rial wie Metall besteht, mit einer die Aufladeeinrich-
tungen umschliefenden Wanne (5) verbunden ist und den
Einkomponenten-Entwickler beim Durchgang triboelek-
trisch auflddt.

10. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, daB an den Aufladeeinrichtungen (1,2), den Ab-
streifeinrichtungen (4,7) und der Wanne (5) jeweils ein

Spannungspotential gleicher Polaritit anliegt.

1l1. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, daB die Entwickelwalze (3) mit einer Spannungs-
guelle (10) verbunden ist und auf einem Spannungspoten-
tial entgegengesetzter Polaritdt zu dem Spannungspoten-
tial der Aufladeeinrichtungen (1,2) liegt und dem Abso-
lutwert nach kleiner als das Potential des Ladungsbil-
des ist. -

12. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, daB der Abstand der Wanne (5) von dem meang der
Aufladeeinrichtungen (1,2) so gewdhlt ist, daB keine
Ablagerungen und Ansammlungen des Einkomponenten—-Ent-
wicklers (13) in dem begrenzten Raum zwischen dér Wanne

(5) und den Aufladeeinrichtungen (1,2) auftreten.
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13. Vorrichtung zum Entwickeln eines auf einem Auf-
zeichnungstridger erzeugten elektrostatischen Latentbil-
des mit einem elektrisch aufgeladenen Einkomponenten-—
Entwickler, mit einer im geringen Abstand zu dem Auf-
zeichnungstridger angeordneten Entwickelwalze und einer
Entwicklerzufuhreinrichtung fiir den Einkomponenten-Ent-
wickler, dadurch gekennzeichnet, daBR eine Aufladeein-
richtung (26) in Gestalt einer Biirste vorgesehen ist, -
der von einer Entwicklerzufuhreinrichtung (20) Einkom-
ponenten—-Entwickler (13) zufiihrbar ist, daB der Aufla-—
deeinrichtung (26) ein Abstreifer (27) zugeordnet ist,
der mit den Borsten der Aufladeeinfichtung (26) in
streifendem Kontakt steht und den Entwickler (13) von

den Borsten abtrennt und auf die Entwickelwalze (3)
schleudert.

14. Vorrichtung nach Anspruch'l3, dadurch gekenn-
zeichnet, daB eine Auffangwalze (25) unterhalb der Ent-
wickelwalze (3) angeordnet ist, die mit der Aufladeein-
richtung (26) in Beriihrung ist und den von einem Ab-
streifer (19) von der Entwickelwalze (3) abgetrennten
Entwickler (13) auffidngt, und daB die Borsten der Auf-
ladeeinrichtung (26) den Entwickler (13) von der Auf-
fangwalze (25) abblirsten und in den Entwicklerkreislauf
zurlckflihren.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Abstreifer (27), die Aufladeeinrich-
tung (26) und die Wanne (5) mit dem gleichen Pol einer

ersten Spannungsquelle (9) verbunden sind und dag die
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Entwickelwalze (3) an dem Pol entgegengesetzter Polari-

tit einer zweiten Spannungsquelle (10) angeschlossen
ist.
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